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大相对孔径紫外成像仪光学系统设计
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摘要:为解决目前大多数紫外成像仪存在的定位和指向精度差、色差较大、分辨率及光能利用率不足等问题，设计了一款
高分辨率的大孔径消色差紫外光学系统。首先，根据电晕放电检测的应用需求，提出了紫外光学系统的总体设计。然后
利用熔石英及氟化钙两种材料的不同色散特性，根据改进的双胶合透镜结构设计了一款大孔径的消色差紫外光学系统，

并对该系统进行了公差分析。设计的紫外光学系统在全视场全探测范围内点列图均方根直径 ＜ 0. 08 mm，分辨率为
20 lp /mm，满足电力行业中对电晕探测的需求。
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Design of large aperture ultraviolet optical
system for ultraviolet camera
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Abstract: In order to solve the problems such as the deficiency of positioning and pointing accuracy，large
chromatic aberration，insufficient resolution and energy utilization efficiency，a high-resolution large aperture
achromatic UV optical system is designed． First，based on the application requirements of corona discharge
detection，the overall design requirements of UV optical system are proposed． Then，using the different disper-
sion characteristics of both fused silica and calcium fluoride，a large aperture achromatic UV optical system is
designed according to the improved double-cemented lens structure，and the tolerance analysis of the system is
carried out． The results show that the ultraviolet optical system designed in this paper has a dot-matrix root
mean square diameter less than 0. 08 mm and a resolution of 20 lp /mm within the full field of view，which
meets the requirements of the power industry for corona detection．
Key words: corona detection; ultraviolet camera; optical system; large aperture; achromatic



1 引 言

当高压输电设备之间的场强增加至

20 ～ 30 kV /cm时，周围小曲率半径的导电电极
会由于空气电离从而产生电晕放电。电晕放电会
导致高压输电设备表面烧蚀或腐蚀，毁坏输电线

路甚至引发电力事故。此外，电晕放电时产生的
高频脉冲电流中夹杂着大量高次谐波，会严重干

扰正常的无线电通信［1-7］。因此，近年来电力行业
的相关部门对于能够早期检测并准确定位电晕放

电点的紫外成像仪愈发重视。据统计，未来十年
我国计划建设及改进智能高压变电站超过

7 000 余座，对相关的配套电力检测设备需求将
大大增加，由此可见紫外成像仪的市场应用前景

广阔。
紫外成像仪可同时采集日盲紫外、可见双谱

段图像，并通过二者视场的高度匹配判断故障点

的位置。日盲紫外谱段位于 240 ～ 280 nm的中紫
外区，由于大气分子的散射作用以及地表臭氧的

吸收作用，大部分该谱段辐射无法穿透臭氧层到

达地表，因而称为日盲紫外。基于上述特性，当大
气背景中出现包含日盲紫外谱段辐射的目标，如

电晕放电点时，可利用背景与目标的高对比度对

其进行探测［8-9］。紫外成像仪即利用上述特点实
现了对电晕放电点的有效检测。

20 世纪 70 年代末期，国外已对紫外谱段辐
射特性展开研究，90 年代末期，国外开始研制紫
外成像仪，并逐步形成产品投放市场。典型的国
外产品有南非国电 ( ESKOM) 与南非 CSIＲ 共同
研发生产的 CoroCAM系列紫外成像仪，美国电科
院( EPＲI) 和以色列 OFIL 公司共同研发的 DAY-
COＲ系列，以及以色列 OFIL独立自主研发的 Su-
per B紫外成像仪［10-12］。典型的国内产品有长春
国科精密公司独立自主研发的 CDH 系列紫外成
像仪。
论文重点针对上述产品中紫外光学系统的不

足之处进行改进。紫外光学系统作为紫外成像仪
的核心关键器件，直接决定了成像仪的光能利用

率、通光口径及分辨率等光学参数，其性能优劣对

于成像仪系统的性能表现至关重要。在以色列及
南非公司产品中，紫外光学系统普遍采用施密特-

卡塞格林系统［13］，虽然解决了由日盲紫外谱段的

短波特性引起的色差问题，但中心视场存在遮挡，

减小了整个光学系统的通光口径，一定程度上降

低了系统的光能利用率，导致产品难以进行远距

离作业。为使紫外成像仪在进行远距离工作时获
得的辐射能量满足成像要求，需选择口径较大的

镜片作为光学系统的主镜，这又大大不利于产品

的小型化研制，限制了其在电力行业的大规模应

用。此外，以 Ofil 公司的某台 SuperB 成像仪为
例，其紫外可见光双光路对准精度标称为 1 mrad，

实际测试值则为 5 mrad。由此推算，在 20 m工作
距离上，电晕放电位置显示值与实际值相差可达

100 mm，容易造成对故障的定位偏差。长春国科
的早期产品虽然有效解决了国外产品光能利用率

不足的问题，但由于选择单一熔石英材质，对于色

差的消除不够理想，且分辨率仅为 5 lp /mm，不利
于分辨相邻电力设备的故障损伤。针对上述问

题，论文设计了一款大孔径消色差［14］紫外光学系

统，利用熔石英及氟化钙两种材料［15］的不同色散

特性，根据改进的双胶合透镜结构有效解决了目

前大多数紫外成像仪存在的定位和指向精度不

佳、色差较大、分辨率及光能利用率不足等问题。

设计的紫外光学系统全视场全探测范围内点列图

均方根直径 ＜ 0. 08 mm，分辨率为 20 lp /mm，满足
电力行业电晕探测需求，已计划装配于长春国科

的二型紫外成像仪产品中。

2 光学系统参数的确定

紫外成像仪的通用技术指标如表 1 所示。系

统所采用的紫外探测器尺寸 18 mm，最小紫外光

灵敏度为3 × 10 －18 W /cm2，由于电晕放电发出的

紫外辐射极其微弱，需保证入射至探测器的辐通

量≥10 －17 W方能满足系统成像要求。目标发出

的紫外辐射经大气传输、紫外光学系统及滤光片
后入射至紫外探测器，此时探测器所接收的辐射

通量如式( 1) 所示:
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式中，k 为与探测角度相关的系数，D 为紫外光学
系统的通光口径，L 为目标距光学系统第一个面
的距离，τfilter为日盲紫外滤光片的透过率，τlens为

紫外光学系统的透过率，τ( λ) L /1000为大气衰减系
数。

表 1 紫外成像仪通用技术指标
Tab． 1 General technical index of ultraviolet camera

探测距离 /m 角分辨率 / ( °) 视场角 / ( °)

3 ～无穷远 ≤0． 1 ≥6

本系统中，日盲紫外滤光片的半宽度透过率

约为 0. 2，紫外光学系统的整体透过率≥0. 9，通
过表 1 的通用技术指标可知，实际探测目标与成
像之间的法向夹角很小，因此认为 k = 1。
将参数 k = 1，τfilter = 0. 2，τlens = 0. 9，探测器的

最小紫外灵敏度 3 × 10 －18 W /cm2及辐射通量需

求 1 × 10 －17 W代入式( 1 ) ，可以得到当紫外光学
系统通光口径 D≥48. 512 mm 时，满足紫外成像
仪的成像需求。
紫外光学系统的焦距可通过式( 2 ) 计算得

到:

f ' = d
tan2ω
， ( 2)

式中，d 为探测器尺寸，2ω 为系统的光学视场角。
计算得到紫外光学系统的设计焦距 f ≤
171. 73 mm即可，考虑近来电力部门实际应用紫
外成像仪时，对于设备小型化的需求愈发迫切，选

取 f '≈100 mm。
紫外成像仪在实际工作时，可见光通道用于

对被检目标的背景进行成像从而帮助定位故障

点，因此需主要关注背景图像的细节信息; 而紫外

通道用于检测电晕放电的有无，因此无需关注目

标放电点的细节信息，论文着重描述紫外通道光

学系统的设计，因此只需关注目标放电能量的大

小以及多目标间的分辨问题即可。通常意义上，
认为可通过简单的图像处理算法识别两个目标点

的前提条件是两目标放电点的 80%弥散斑不重
叠。紫外光学系统对目标点所成像的 80%弥散
斑半径 r可由式( 3) 求得:

r≤ f ' × Δθ
2 ， ( 3)

式中，Δθ为系统的通用技术指标角分辨率，f '为
系统的设计焦距，可得 r≤0. 175 mm。
综上所述，紫外光学系统的优选技术指标如

表 2 所示。

表 2 紫外光学系统的优选设计指标
Tab． 2 Preferred design index of

ultraviolet optical system

工作谱段 /nm 240 ～ 280

通光孔径 /mm 50
工作距离 /m 3 ～无穷远
视场角 / ( °) ≤10

焦距 /mm ≈100

弥散斑半径 /mm ≤0． 175

3 紫外光学系统设计

多数光学材料的光透过率随波长减小而

降低，因此可用于紫外谱段的光学透镜材料很

少，常见的仅氟化钙及熔石英两种材料。由于日
盲紫外谱段的短波特性，单独的熔石英材料会给

系统带来较大的色差; 而单独的氟化钙材料则表

现出较强的本征双折射，从而严重影响系统的分

辨率。因此，选择熔石英与氟化钙共同作为紫外
光学系统的原材料。同时，由于典型的消色差结
构———双胶合透镜结构无法透射紫外谱段辐射，
因此采用改进的分离式双胶合透镜结构消除系统

色差。设计的大孔径高分辨率消色差紫外光学系
统，最终设计结果如表 3 所示，系统结构如图 1 所
示。
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表 3 紫外光学系统设计结果
Tab． 3 Design results of ultraviolet optical system

面 曲率半径 /mm 厚度 /间隔 材料 通光口径 /mm

光阑 55． 833 9 15． 327 6 氟化钙 50． 098 9
2 － 48． 895 5 0． 171 3 50． 801 2
3 － 48． 278 1 3． 000 0 熔石英 50． 685 9
4 － 706． 347 2 0． 100 0 49． 228 1
5 35． 386 8 15． 488 7 氟化钙 46． 787 0
6 － 57． 736 0． 100 3 45． 416 1
7 － 57． 555 5 3． 000 0 熔石英 44． 785 6
8 55． 226 6 5． 921 3 37． 784 4
9 26． 369 9 5． 687 5 氟化钙 32． 777 7
10 16． 284 4 36． 193 4 26． 673 4

图 1 紫外光学系统结构图
Fig． 1 Structure of ultraviolet optical system

4 紫外光学系统分析

4． 1 紫外光学系统像质评价

通常情况下，紫外成像仪中的紫外光学系统

主要起对目标辐射进行能量收集探测的作用，因

此认为光学系统的能量集中度是评判其成像质量

优劣的核心指标。在电力部门实际应用时，发现
分辨率也应作为紫外成像仪的主要评价指标，原

因在于，在远距离对输电线路进行巡检时，高分辨

率紫外成像仪可有效判断相邻电力设备的损伤

点，而不至于将两个或几个相邻损伤点混淆。因
此论文采用点列图及传递函数曲线( MTF) 共同
作为紫外光学系统的评价标准。

图 2 为对焦 3 m 及无穷远时，各视场的成像
点列图。图 3 为对焦 3 m 及无穷远时，各视场的
传递函数，从图 3 中可以看出，系统各视场弥散斑

的均方根直径在整个探测范围内均 ＜ 0. 08 mm，
且光斑圆度好，定位和指向精度高，大大有助于操

作人员确定电力设备损伤点的位置; 系统的分辨

率为 20 lp /mm，满足设计需求，大大有助于操作
人员在远距离作业时分辨相邻电力设备的损伤。

图 2 点列图
Fig． 2 Spot diagram
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图 3 传递函数曲线
Fig． 3 MTF curve

4． 2 紫外光学系统公差
考虑实际的光学元件加工能力以及实验人员

的装调水平，设定光学系统公差见表 4，其中光学元
件的折射率公差 0. 000 1，阿贝常数允许偏差 0. 1%。

表 4 最终制定的紫外光学系统公差
Tab． 4 Final ultraviolet optical system tolerance

表面
元件加工公差 装配公差

面形公差 pv( λ) 半径公差( N) 厚度公差 /mm 元件楔形 /mm 间隔公差 /mm 偏心公差 /mm 倾斜公差 / ( ')
1 0． 25 2 0． 05 0． 05 0． 05 2
2 0． 25 2 0． 05
3 0． 25 2 0． 05 0． 05 0． 05 2
4 0． 25 2 0． 05
5 0． 25 2 0． 05 0． 05 0． 05 2
6 0． 25 2 0． 05
7 0． 25 2 0． 05 0． 05 0． 05 2
8 0． 25 2 0． 05
9 0． 25 2 0． 05 0． 05 0． 05 2
10 0． 25 2 焦距调节

采用蒙特卡罗统计模拟法对公差进行敏感度

分析，结果如表 5 所示。分析表中结果得出结论，
在表 4 的公差范围内，有 90%的镜头均可满足设
计需求。综上，紫外光学系统可根据表 4 中制定

表 5 公差分析结果
Tab． 5 Ｒesults of tolerance analysis

点列图均方根直径最佳值 /mm 0． 072 432 995

点列图均方根直径最差值 /mm 0． 105 281 321
点列图均方根直径平均值 /mm 0． 080 668 826
90%均方根直径最大值 /mm 0． 087 272 107
前焦距补偿量 /mm 0． 101 205
后焦距补偿量 /mm 0． 065 814

的公差范围进行加工和装调。最终加工装调完成
的紫外光学系统实物如图 4 所示。

图 4 紫外光学系统实物图
Fig． 4 Ultraviolet optical system
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5 结 论

本文分析了电晕放电探测的需求，提出了紫

外成像仪中紫外光学系统的总体设计，利用熔石

英及氟化钙两种材料的不同色散特性，选取上述

两种材料组合，根据改进的分离式双胶合透镜结

构设计了一款大孔径高分辨率的消色差紫外光学

系统。在 10°视场范围内，设计的紫外光学系统
全探测范围内点列图均方根直径 ＜ 0. 08 mm，分
辨率为 20 lp /mm。有效解决了目前大多数紫外
成像仪存在的定位和指向精度欠缺、色差较大、分
辨率及光能利用率不足等问题，对于紫外成像仪

在电力行业的推广及应用具有重大实际意义。
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